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【手続補正書】
【提出日】平成21年5月26日(2009.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１４】
　樹脂フィルム基材（Ａ）の両面に、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）とＮｉ系酸化物膜（Ｃ）が形成
されており、樹脂フィルム基材（Ａ）を中心として対称の構造であることを特徴とする請
求項１～１１のいずれかに記載の耐熱遮光フィルム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１９】
　表面粗さが０．２～０．８μm（算術平均高さＲａ）の樹脂フィルム基材（Ａ）をスパ
ッタリング装置に供給し、不活性ガス雰囲気に酸素ガスを導入しながらスパッタリングし
て樹脂フィルム基材（Ａ）上にガスバリア膜（Ｄ）を形成し、次に、不活性ガス雰囲気下
でスパッタリングして、ガスバリア膜（Ｄ）上にＮｉ系金属膜（Ｂ）を形成した後、不活
性ガス雰囲気に酸素ガスを導入しながらスパッタリングして、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）上にＮ
ｉ系酸化物膜（Ｃ）を形成することを特徴とする請求項８～１１のいずれかに記載の耐熱
遮光フィルムの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】



(2) JP 2008-158479 A5 2009.7.9

【００１３】
　一方、本発明の第１８の発明によれば、第１～７のいずれかの発明において、表面粗さ
が０．２～０．８μｍ（算術平均高さＲａ）の樹脂フィルム基材（Ａ）をスパッタリング
装置に供給し、不活性ガス雰囲気下でスパッタリングして、樹脂フィルム基材（Ａ）上に
Ｎｉ系金属膜（Ｂ）を形成し、次に、不活性ガス雰囲気に酸素ガスを導入しながらスパッ
タリングして、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）上にＮｉ系酸化物膜（Ｃ）を形成することを特徴とす
る耐熱遮光フィルムの製造方法が提供される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明の第１９の発明によれば、第８～１１のいずれかの発明において、表面粗
さが０．２～０．８μm（算術平均高さＲａ）の樹脂フィルム基材（Ａ）をスパッタリン
グ装置に供給し、不活性ガス雰囲気下に酸素ガスを導入しながらスパッタリングして、樹
脂フィルム基材（Ａ）上にガスバリア膜（Ｄ）を形成し、次に、不活性ガス雰囲気下でス
パッタリングして、ガスバリア膜（Ｄ）上にＮｉ系金属膜（Ｂ）を形成した後、不活性ガ
ス雰囲気に酸素ガスを導入しながらスパッタリングして、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）上にＮｉ系
酸化物膜（Ｃ）を形成することを特徴とする耐熱遮光フィルムの製造方法が提供される。
　また、本発明の第２０の発明によれば、第１８又は１９の発明において、スパッタリン
グガス圧が、０．２～１．０Ｐａであることを特徴とする耐熱遮光フィルムの製造方法が
提供される。
　また、本発明の第２１の発明によれば、第１８又は１９の発明において、スパッタリン
グ時の樹脂フィルム基材の温度が、１８０℃以上であることを特徴とする耐熱遮光フィル
ムの製造方法が提供される。
　また、本発明の第２２の発明によれば、第１８の発明において、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）及
びＮｉ系酸化物膜（Ｃ）が形成された耐熱遮光フィルムを、さらに、スパッタリング装置
に供給し、スパッタリングによって樹脂フィルム基材（Ａ）の裏面にＮｉ系金属膜（Ｂ）
及びＮｉ系酸化物膜（Ｃ）を順次形成することを特徴とする耐熱遮光フィルムの製造方法
が提供される。
　また、本発明の第２３の発明によれば、第１９の発明において、ガスバリア膜（Ｄ）、
Ｎｉ系金属膜（Ｂ）及びＮｉ系酸化物膜（Ｃ）が形成された耐熱遮光フィルムを、さらに
、スパッタリング装置に供給し、スパッタリングによって樹脂フィルム基材（Ａ）の裏面
にガスバリア膜（Ｄ）、Ｎｉ系金属膜（Ｂ）及びＮｉ系酸化物膜（Ｃ）を順次形成するこ
とを特徴とする耐熱遮光フィルムの製造方法が提供される。
　さらに、本発明の第２４の発明によれば、第１８～２３のいずれかの発明において、樹
脂フィルム基材（Ａ）が、ロール状に巻き取られてスパッタリング装置のフィルム搬送部
にセットされることを特徴とする耐熱遮光フィルムの製造方法が提供される。
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